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Abstract (en)

[origin: WO9301327A1] A continuous high current electrically conductive solid ion source (10) is described that allows the production of an ion
beam of unprecedented size and power. This inventive apparatus (10) and process provides for the possibility of industrial scale ion implantation of
surfaces (22). Highly specialized components (32, 46, 102) are provided in a tailored configuration, allowing long-term continuous function and very
high power levels. lons are extracted from a continuous plasma beam. The inventive apparatus also provides for fine modulation of ion beam density

and current during the operation of the apparatus (10).

Abstract (fr)

Source (10) d'ions solide électroconductrice haute intensité en continu permettant de produire un faisceau d'ions de taille et de puissance inégalée.
Cet appareil (10) et ce procédé rendent possible I'implantation d'ions sur des surfaces (22) a I'échelle industrielle. Des composants hautement
spécialisés (32, 46, 102) sont produits sous une configuration sur mesure, permettant un fonctionnement continu durable et de tres haut niveau de
puissance. Les ions sont extraits d'un faisceau de plasma continu. L'appareil (10) assure également la modulation affinée de la densité et du courant

du faisceau d'ions en cours de fonctionnement.
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